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最高 0.5 JL m という非常に高い解像度が示されている。
第 3 章では，さらに，ポリアミド主鎖のジアミンの構造を変える乙とによる光解重合性やポリマー性質
およびレジスト性能について述べているo 主鎖のジアミンの構造によるポリマーの光解重合反応およびポ










第 5 章では.分子鎖両末端lとチミンや 6 ーシアノウラシルを有するシロキサン系ピスピリミジン化合物
の合成，光重合とネガ型フォトレジストへの応用について述べている。ピリミジン基の立体配置並びに主
鎖の構造lとより分子内での反応が抑えられ分子間反応とそれに伴う架橋反応が促進する乙とを確認してい
る o その結果，これらの化合物が新しいネガ型フォトレジストとしての応用が可能である乙とを明らかに
している。
結語は論文の総括で\以上得られた結果をまとめて述べているo
論文の審査結果の要旨
本論文は，核酸塩基の一種であるチミンおよびその関連化合物を含む機能性高分子やオリゴマーを合成
し，その光反応についての基礎および応用両面からの研究を行なって，高分子構造と機能性の関係を求め，
Deep-UVリソグラフィー材料への開発を目的としたものである。
即ち，高分子主鎖lとメタクリル酸系のものを選び，チミンおよび-その誘導体を含む材料についてチミン
の立体配置と分子内および分子間光二量化反応の効率との関係を明らかにしている。またチミン光二量体
の合成と開裂とを，有効に組み合わせる乙とによって，ユニークな可逆性のあるポジ型フォトレジストの
合成を可能lとしているo 主鎖の化学構造を分子設計によって種々変化させる乙とにより極めて高い解像度
を示す新しいフォトレジストが得られている。さらにチミンや 6 ーシアノウラシルを分子鎖両末端に持つ
シロキサン系ビスピリミジン化合物などの合成に成功している。これはレジスト材料として，さらに優れ
た高解像度のものとしで注目される。
以上の結果は.チミン含有高分子およびオリゴマー系の新素材の合成とその機能および応用面lζ関して.
また生化学および、高分子化学の境域に立つ材料化学に数々の有用な知見を与えるもので.学術的iとも工業
的にも寄与すると乙ろが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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